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Podano rezul~tati rozrobki ta sistematiqnih dosl�d�en~ spektral~nih, qasovih � re-

sursnih harakteristik elektrorozr�dnoÝ eksimernoÝ lampi, �ka viprom�n� na �� 353 nm

XeF/308 nm XeSl, 258 nm Sl

�

2

/249 nm KrF/222 nm KrCl abo na vs�h molekulah odnoqasno.Ak-

tivne seredoviwe lampi stvor�vali za dopomogo� potu�nogo popereqnogo rozr�du z �skro-

vo� pered�on�zac��. Bagatohvil~ovogo re�imu roboti eksimernogo viprom�n�vaqa na ga-

logen�dah kriptonu � ksenonu dos�gali xl�hom zastosuvann� skladnih roboqih seredoviw:

He/Kr/Xe/SF

6

/HCl i He(Ar)/Xe/Kr/CF

2

Cl

2

pri zagal~nomu tiskov� v me�ah 10{100 kPa. Tak�

lampi mo�na vikoristovuvati v �mpul~sn�� fotometr�Ý, hem�Ý visokih ener���, b�olog�Ý ta me-

dicin�.

Ustanovleno, wo bagatohvil~ovi� re�im viprom�n�vann� eksimernoÝ lampi na sum�xah

He/Kr/Xe/SF

6

/HCl, pri �komu �skravost� viprom�n�vann� vs�h smug bliz~k� za veliqino�,

dos�gat~s� pri vm�st� molekul [SF

6

] = (0.04{0.12) kPa, [HCl] = (0.1{0.2) kPa � v�dnoxenn�

koncentrac�� [Kr]/[Xe] = 10. Zm�no� tisku sum�x� gaz�v ta vm�stu molekul SF

6

, HSl mo�na

regul�vati trival�st~ viprom�n�vann� eksimernih molekul u me�ah 100{400 ns. Pri zasto-

suvann� molekul SF

2

Cl

2

�k dinogo nos�� atom�v Sl � F tako� real�zovano bagatohvil~ovi�

re�im roboti eksimernoÝ lampi �z sp�vv�dnoxenn�m �skravoste� viprom�n�vann� hlorid�v

Kr i Xe do v�dpovidnihftorid�v, �k 9/1. Resurs roboti eksimernoÝ lampi pereva�av (2{3)�10

4

�mpul~s�v.

Kl�qov� slova: eksimerna lampa, popereqni� rozr�d, galogen�di �nertnih gaz�v, spektri

ta resurs viprom�n�vann�.

PACS number(s): 52.80.Jm; 52.20.Jm

I. VSTUP

Potu�n� d�erela spontannogoUF viprom�n�vann�

korotkoÝ trivalosti (� 10

�6

c) na B{X perehodah

galogen�d�v �nertnih gaz�v (RX) (de: R | Ar, Kr, Xe;

X | F, Cl) znahod�t~ xiroke zastosuvann� v m�kroe-

lektron�c�,kvantov�� elektron�c� [1], b�olog�Ýta medi-

cin�.Konstrukc�� ta umovi vikoristann� elektroro-

zr�dnih eksimernih lamp (EL) znaqno prost�x�, n��

dl� v�dpov�dnih lazernih viprom�n�vaq�v.Tomu v za-

stosuvann�h, de ne vikoristovu�t~s� visok� prosto-

rov� abospektral~n� harakteristikiRX{lazer�v, ek-

simern� lampi mo�ut~ usp�xno konkuruvati z nimi.

Na�potu�n�x� � v�dnosno prost� EL rozroblen� na

osnov� popereqnogo ob'mnogo rozr�du (POR) [2{4].

Voni viprom�n��t~, �k pravilo, na odni� z elektron-

nokolivnih smug, a zm�ni dov�ini hvil� viprom�n�-

vann� dos�ga�t~ zam�no� roboqogo seredoviwa � v�d-

pov�dno perehodom do �nxoÝ smugi RX(B{X). Bagato-

hvil~ovogo re�imu roboti EL, koli odnoqasno vi-

prom�n��t~ dek�l~ka r�znih eksimernih molekul u

plazm�POR, ne dosl�d�uvali.Dos�gnenn� takogo re-

�imu mo�live pri vvedenn� v roboqe seredoviwe EL

r�znih atom�v R abo r�znih molekul{galogenonos�Ýv.

Unasl�dok xvidkih reakc�� zam�wenn� atom�v Kr �

Xe [5], real�zac�� dvo{ abo qotirihvil~ovogo re�imu

roboti EL na KrX i XeX mo�liva lixe pri pev-

nomu sp�vv�dnoxenn� koncentrac�� Kr i Xe. Taki�

re�im dokladno vivqali v dvohvil~ovomu 222 nm

KrCl/308 nm XeCl lazer� [6, 7]. Odnoqasne vikori-

stann� na�efektivn�xogo ftornos�� [F

2

] � hlornos��

[HSl] neba�ane vnasl�dok xvidkoÝ konvers�Ý molekul

ftoru v NF, wo prizvodit~ do niz~kogo resursu ro-

boti EL [8]. Zastosuvann� molekul SF

6

zam�st~ F

2

v POR viklikalo znaqne zb�l~xenn� resursu roboti

lazernih RF(B{X) viprom�n�vaq�v [9]. Tomu dl� re-

al�zac�Ý bagatohvil~ovogo re�imu roboti EL na mo-

lekulah RF � RSl buli vibran� galogenonos�Ý SF

6

�

HSl. Drugi� p�dh�d pov'�zani� z vikoristann�m u ro-

boqih seredoviwah EL molekul SF

2

Cl

2

, �k� vistupa-

�t~ u rol� dinogo nos�� �k ftoru, tak � hloru.

U nax�� statt� podano rezul~tati rozrobki ta

optim�zac�Ý vih�dnih harakteristik bagatohvil~o-

vogo elektrorozr�dnogo viprom�n�vaqa na 353 nm

XeF, 308 nm XeCl, 258 nm Cl

�

2

, 249 nm KrF � 222 nm

KrCl.

II. KONSTRUKC�� EKSIMERNOÕ LAMPI TA

UMOVI EKSPERIMENTU

EL skladat~s� z viprom�n�vaqa ta �mpul~snogo

d�erela �ivlenn�. Viprom�n�vaq lampi vkl�qa

rozr�dnu kameru, sistemu elektrod�v � �enerator �m-

pul~snoÝ naprugi (��N). Blok{shema viprom�n�vaqa

EL podana na ris. 1. Do konstrukc�Ý viprom�n�vaqa
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bulo postavleno r�d vimog, pov'�zanih z oder�an-

n�m prostorovoodnor�dnogo popereqnogo rozr�du at-

mosfernogo tisku pri strumah v �mpul~s� 5{30 kA,

napruz�10{20 kV ta m�n�mal~n��parazitn�� �nduktiv-

nosti rozr�dnogo kola lampi. Za osnovu konstrukc�Ý

EL bulo vz�to malo�abaritn� eksimern� lazeri, ro-

zroblen� v nax�� laborator�Ý [10{14]. Dl� oder�ann�

POR zastosovuvali �skrovu pered�on�zac��, �ka za-

bezpequvala veliqinu koncentrac�Ý fotoelektron�v

u m��elektrodnomu prostor� n

eo

� 10

7

� 10

8

cm

�3

.

Ris. 1. Blok{shema eksimernogo viprom�n�vaqa: 1 |

rozr�dna kamera, 2 | d�elektriqni�flanec~, 3 | elek-

trodi popereqnogo rozr�du, 4 | �zol��qi� kompaund,

5 | elektrodi �skrovoÝ pered�on�zac�Ý, 6 | \zagostr�-

val~n�" kondensatori (KVI{3, 470 pF, 20 kV), 7 | na-

kopiquval~na mn�st~ (tri kondensatori K15{10, 10 nF,

40 kV), 8 | R zar�dni� op�r, 9 | vodnevi� tiratron

TGI1 1000/25.

Osnovnimi geometriqnimi faktorami, wo vizna-

qali konstrukc�� sistemi UF{pered�on�zac�Ý, buli:

v�ddal~ v�d �skrovih l�n��ok pered�on�zac�Ý do cen-

tra sistemi elektrod�v (l), vzamne roztaxuvann�

�skrovih l�n��ok, v�ddal~ m�� golkami v l�n��c�

(d), veliqina �skrovogo prom��ku (r) ta v�ddal~, na

�ku vistupa golka �skrovogo prom��ku nad robo-

qo� poverhne� elektroda POR (h). Vikoristovu�qi

rezul~tati optim�zac�Ý �skrovoÝ UF{pered�on�zac�Ý

POR [15] i rezul~tati vim�r�vann� prostorovih roz-

pod�l�v n

eo

v [9], dl� eksperimental~noÝ EL oder-

�ali tak� znaqenn� geometriqnih veliqin sistemi

UF{pered�on�zac�Ý: l � 2:0 sm; dv� paralel~n� �skrov�

l�n��ki z gustino� 1 rozr�dnik na 1.8 sm dov�ini

aktivnogo seredoviwa; r=0.2 sm; h=0.2 sm. Povna

k�l~k�st~ �skrovih rozr�dnik�v narahovuvala 20 xt.

Elektrodi popereqnogo rozr�du vigotovleno z ner-

�av��qoÝ stal�.Dov�ina elektrod�v| 18 sm, rad�us

krivini roboqoÝ poverhn� | 1.7 sm. M��elektrodnu

v�ddal~ mo�na regul�vati u me�ah 1{2.5 sm. ��N

vigotovleno za LC{shemo� z perezar�dom mnoste�

[10]. Osnovna nakopiquval~na mn�st~ skladalas�

z tr~oh kondensator�v K15{10 (0.01 mkF, 40 kV),

z'dnanih paralel~no. Zagostr��qa mn�st~ vigoto-

vlena u form� dvoh blok�v, �k� skladalis~ z kon-

densator�v KVI{3 (470 pF, 20 kV). Sumarna veli-

qina zagostr�val~noÝ mnosti | 9.4 nF. Komutato-

rom ��Na  tiratron TGI1 1000/25. Zar�d�enn� na-

kopiquval~noÝ mnosti provodili v�d visokovol~t-

nogo d�erela post��noÝ naprugi (U=1{30 kV, I

cp

�

50 mA). Viv�d UF viprom�n�vann� mo�livi� qerez

dva v�konc� �z CaF

2

(d��metr | 50 mm, tovwina |

7 mm) u povzdov�n~omu napr�mku � qerez bokove v�kno

z kvarcu tipu KU aperturo� 20 � 3 sm

2

v perpen-

dikul�rnomu napr�mku. Kr�plenn� v�kon ta germe-

tizac�� provodili z vikoristann�m mehan�qnih za-

tiskaq�v tipu gribk�v ta vakuumnoÝ �umi Viv�d vi-

prom�n�vann� qerez aperturu 20 � 3 sm

2

dozvol�

oprom�n�vati dosit~ znaqn� plow�, ale potu�n�st~

UF viprom�n�vann� v c~omu vipadku ne pereviwu

0.05 kVt/sm

2

.

Ris. 2. Spektr viprom�n�vann� EL na sum�x�:

He/Kr/Xe/SF

6

/NSl=92/8/0.8/0.12/0.08 kPa.

�mpul~si strumu ta naprugi na elektrodah EL

vim�r�vali z dopomogo� po�sa Rogovs~kogo � mn�s-

nogo d�l~nika naprugi. Spektri viprom�n�vann�

vivqali z vikoristann�m monohromatora MDR{2,

F�U \Foton", elektriqnoÝ sistemi restrac�Ý r�d-

kopovtor�vanih �mpul~s�v viprom�n�vann� ta samo-

pisc� KSP{4. Qasov� harakteristiki viprom�n�-

vann� plazmi dosl�d�uvali elektronnim l�n��nim
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pomno�uvaqem �LU 14{FS. Us� �mpul~sn� vim�ri

provodili odnoqasno na r�znih kanalah oscilo-

grafa 6LOR{04. Oc�nki potu�nosti sumarnogo UF{

viprom�n�vann� EL robili priladom \Kvarc{01".

Pri U

zar

� 15 kV zagal~na potu�n�st~ UF{

viprom�n�vann� EL dl� optim�zovanih gazovih

sum�xe� bula v me�ah 1{10 kVt (u kut� 4� ster-

rad��n).

V eksperimentah vikoristovuvali gazi: Ne | \vi-

sokoÝ qistoti", Kr, Xe | \spektral~noÝ qistoti" ta

galogenonos�Ý (SF

6

, CF

2

Cl

2

) | \tehn�qnoÝ qistoti".

Ris. 3. Spektr viprom�n�vann� EL na sum�x�:

He/Kr/SF

2

Sl

2

= 30/4/0.12/ kPa.

III. SPEKTRAL^N� HARAKTERISTIKI

Na ris. 2{4 podano tipov� spektri viprom�n�van-

n� plazmi EL na sum�xah �nertnih gaz�v z moleku-

lami SF

6

, HCl i CF

2

Cl

2

. �skrav�st~ viprom�n�vann�

na B{X perehodah RX bula na 1{2 por�dki viwo�

za �skrav�st~ viprom�n�vann� u vidim�� oblast�.

Dl� d��pazonu �� 400{500 nm u roboqih seredoviwah

POR na osnov� sistemi molekul SF

6

/HCl l�n��qati�

spektr viprom�n�vann� stav pom�tni� na fon� xiro-

koÝ smugiXeF (C{A).U POR na sum�x�Ar/Xe/CF

2

Cl

2

l�n��qate viprom�n�vann� plazmi proste�uvali bez

xirokosmugovogo kontinuumu pri � > 400{410 nm,

a pri menxih � vono povn�st� perekrivalos~ C{

A smugo� XeCl (ris. 4.). V UF d�l�nkah ogl�do-

vogo spektra (dl� seredoviw na osnov� CF

2

Cl

2

) vi-

�vili smugi 388.3 nm CN(B{X) ta �ntensivnu l�n��

247.9 nm S�(2p{3s), wo vkazuvalo na rozpad mole-

kul freonu v POR � utvorenn� zbud�enih atom�v

vuglec�. Na��ntensivn�x� l�n�Ý viprom�n�vann� Kr

�

,

Kr

+�

, Xe

+

, Xe

+�

buli analog�qn� l�n��m, �k� spo-

ster�gali v plazm� POR na sum�x� He/Kr/Xe/HCl

[14]. �skravost� smug viprom�n�vann� 353 nm XeF,

308 nm XeCl, 249 nm KrF � 222 nm KrCl, �k� nave-

den� na ris. 2, z urahuvann�m spektral~noÝ qutli-

vosti sistemi restrac�Ý skladali: 3.8/2.1/6.1/4.1

v�dn. od. Zb�l~xenn� vm�stu molekul SF

6

viwe za

0.12{0.15 kPa privodilo do po�vi neodnor�dnoste� u

POR, a zrostann� vm�stu molekul HSl�(0.1{0.2) kPa

viklikalo znaqne pereva�ann� �skravosti smug

RCl(B{X) nad RF(B{X). U potr��nih seredoviwah

priblizno odnakov� (v me�ah �25%) �skravost� vi-

prom�n�vann� XeF i XeCl proste�uvali v roboqih

sum�xah He/Xe/SF

6

/HCl=(100{10)/(4{1)/0.12/(0.08{

0.16) kPa, a smug KrF i KrCl v He/Kr/SF

6

/HCl=(100{

10)/(8{3)/0.12/(0.08{0.16) kPa. Dl� oder�ann�

bliz~kih za veliqino� �skravoste� viprom�n�-

vann� XeX(B{X) i KrX(B{X) sp�vv�dnoxenn� kon-

centrac�� atom�v kriptonu ta ksenonu skladalo

8/0.8 kPa.

Ris. 4. Spektr viprom�n�vann� EL na sum�x�:

Ar/Xe/SF

2

Sl

2

=20/0.27/0.04/ kPa.

Pri zastosuvann� molekul CF

2

Cl

2

�k galogeno-

nos�� dl� utvorenn� molekul RCl i RF te� bulo re-

al�zovano bagatohvil~ovi� re�im roboti EL. Dl�

sum�x� He/Kr/CF

2

Cl

2

bulo harakternim odnoqasne

viprom�n�vann� smug Cl

�

2

, KrCl, KrF, a v sum�x�

He/Xe/CF

2

Cl

2

| smug XeF, XeCl. Optimal~ni�

um�st molekul CF

2

Cl

2

znahodivs� v d��pazon� (0.05{

0.15) kPa, atom�v Xe (1{3) kPa � Kr (3{8) kPa. U

POR na sum�x�He/Kr/Xe/CF

2

Cl

2

buli pom�tnimi vs�

qotiri smugi RX(B{X) pri optimal~nomu sp�vv�d-

noxenn� [Kr]/[Xe]�10. Zastosuvann� va�kogo bufer-

nogo gazu | Ar davalo zmogu oder�uvati odnor�d-

ni� POR lixe pri zagal~nih tiskah � 20 kPa,
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ale efektivn�st~ utvorenn� molekul RSl bula pri

c~omu dosit~ visoko�. V us�h seredoviwah na osnov�

molekul CF

2

Cl

2

�skrav�xim bulo viprom�n�vann�

hlorid�v Kr i Xe, n�� v�dpov�dn�h ftorid�v. Ce, v

osnovnomu, pov'�zano z r�zno� efektivn�st� utvo-

renn� v�d'mnih �on�v pri disoc��tivnomu prili-

pann� elektron�v do molekul CF

2

Cl

2

. Za danimi [17,

18], v�dnosni� vih�d v�d'mnih �on�v (�) dl� reakc�Ý

disoc��tivnogo prilipann� elektron�v do molekul

CF

2

Cl

2

taki�:

CF

2

Cl

2

+ e! (CF

2

Cl

2

)

�

!

8

>

>

>

>

<

>

>

>

>

:

Cl

�

(� = 58) + CF

2

Cl;

Cl

�

2

(1:2) + CF

2

;

F

�

(8) + CFCl

2

;

CFCl

�

2

(2:5) + F;

FCl

�

(1:3) + CFCl:

(1)

Z (1) vipliva, wo sp�vv�dnoxenn� vihod�v �on�v Cl

�

� F

�

sklada �14%. Ce korel� z v�dnoxenn�m �s-

kravoste� RCl i RF, wo vkazu na znaqni� vklad

pri utvorenn� eksimernih molekul u POR na osnov�

CF

2

Cl

2

pr�mogo procesu�on{�onnoÝrekomb�nac�Ý [19]:

R

+

+X

�

+ (He; Ar)! RCl(B; C; D) + (He; Ar): (2)

Menxi� rozriv v efektivnost� utvorenn� �on�v Cl

�

� F

�

harakterni� dl� disoc��tivnogo prilipann�

elektron�v do molekul CF

3

Cl [17], ale zagal~ni� Ýh

vih�d u por�vn�nn� z CF

2

Cl

2

niz~ki�: [Cl

�

] � = 2:5,

[F

�

] � = 0:5, tomu ce� freon v EL zastosovuvati ne-

doc�l~no.

IV. QASOV� TA RESURSN�

HARAKTERISTIKI

Oscilogrami naprugi, strumu ta viprom�n�vann�

EL podan� na ris. 5 � 6. U d��pazon� zar�dnih

naprug ��Na 10{20 kV veliqina �mpul~s�v strumu

bula v me�ah 5{15 kA. �mpul~s strumu skladavs�

z dvoh maksimum�v trival�st� po 50 ns, wo zumo-

vleno nepovnim uzgod�enn�m oporu plazmi EL z

vih�dnim oporom ��Na.Na�menxu trival�st~ strumu

POR sposter�gali v Ar{m�stkih seredoviwah. Vi-

prom�n�vann� eksimernih molekul dos�galo maksi-

mumu v bliz~komu p�sl�sv�qenn� POR, wo vkazu na

pereva�ann� rekomb�nac��nih mehan�zm�v utvorenn�

RX(B;C;D) v umovah naxogo eksperimentu. Na�-

menxu trival�st~ viprom�n�vann�RX(B{X) proste-

�uvali v EL atmosfernogo tisku: 100{200 ns. Vi-

prom�n�vann� na D{X perehod� XeF bulo zatrima-

nim u qas� na 15{20 ns u por�vn�nn� z viprom�n�-

vann�m XeF(B{X), i �ogo trival�st~ bula menxo�.

Pri zmenxenn� tisku sum�x� He/Kr/Xe/SF

6

/NSl �

vm�stu v n�� galogenonos�Ýv vi�vleno zrostann� tri-

valosti viprom�n�vann� RX(B{X) v 2{3 razi. Taka

poved�nka viprom�n�vann� v qas� pov'�zana z� zmen-

xenn�m efektivnosti gas�nn�RX(B;D) molekulami

Ris. 5. Oscilogrami naprugi (1), strumu (2)

ta viprom�n�vann� plazmi (3{8) EL na sum�x�

He/Kr/Xe/SF

6

/NSl = 92/8/0.8/0.12/0.14 kPa: 3 | 353 nm

XeF(B{X), 4 | 308 nm XeCl(B{X), 5 | 264 nm XeF(D{X),

6 | 249 nm KrF(B{X), 7 | 222 nm KrCl(B{X), 8 |

587.6 nm HeI.

Ris. 6. Oscilogrami naprugi (1), strumu (2)

ta viprom�n�vann� plazmi (3{10) EL na sum�xax

Ar/Xe/SF

2

Sl

2

= 20/0.8/0.04 kPa (1{8) ta He/Kr/SF

2

Sl

2

= 30/4/0.12/ kPa. 3 | 308 nm XeCl(B{X), 4 | 236 nm

XeSl(D{X), 5 | 247.9 nm CI(2p{3s),6 | 467.1 nm

Xe(6s{7p), 7 | (n=540) 4731 XeI, 8 | 222 nm KrCl(B{X),

9 | 249 nm KrF(B{X), 10 | 258 nm Cl

2

*.
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SF

6

, NSl (ta produktami Ýh rozpadu) � zb�l~xenn�m

trivalosti �snuvann� odnor�dnoÝ stad�Ý popereqnogo

rozr�du [20, 21]. Dl� sum�x� He/Kr/Xe/CF

2

Cl

2

po-

ved�nka viprom�n�vann� RX(B{X) u qas� bula pod�b-

no�. V EL na potr��nih sum�xah He/Xe(Kr)/CF

2

Cl

2

pom�qeno odnoqasne viprom�n�vann� (u me�ah

�10 ns) molekul KrX abo XeX. Ce tako� ukazu

na dini� mehan�zm Ýh utvorenn� v reakc��h rekomb�-

nac�Ý (2). V Ar{m�stkih seredoviwah viprom�n�vann�

l�n�� Xe(6s{7p) bulo zatrimanim u qas� (por�vn�no z

POR na sum�xah He/R/CF

2

Cl

2

), wo vkazu na vi�v

peredaq� ener��Ý v�d metastab�l~nih atom�vAr atomam

Xe, a ne na elektronne zbud�enn� Xe. Na�korotxim

u qas� bulo viprom�n�vann� atoma Sl, wo pov'�zano

�z samoobme�enim harakterom dl� 2p{3s perehodu.

Ris. 7. Zale�nost� �skravosti viprom�n�vann� smug

353 nm XeF(1, 3) � 308 nm XeCl (2) v�d k�l~ko-

sti rozr�dnih �mpul~s�v u sum�xah He/Xe/SF

6

/NSl

= 98/2.8/0.16/0.08 kPa (1, 2) � He/Xe/SF

6

/NSl =

33/2.8/0.12/0.16 kPa (3) pri U

zar

= 15 kV, f = 3 Gc.

Na ris. 7 naveden� resursn� harakteristiki

viprom�n�vann� RX(B{X) v EL na sum�xah

He/Xe/SF

6

/HCl, He(Ar)/R/CF

2

Cl

2

. Eksperimenti �z

sum�xamiHe/Kr(Xe)/SF

6

/NSl pokazali,wo na�b�l~-

xih �skravoste� viprom�n�vann� RX(B{X) (dl�

pom�rnih zar�dnih naprug) dos�ga�t~ pri tiskah

20{40 kPa. Pri c~omu pom�qeno r�zki� spad �skra-

vosti viprom�n�vann� RF(B{X) u d��pazon� n =(1{

7)�10

3

�mp., a dl� smug RCl(B{X) harakternim buv

xvidki� vih�d �skravosti na stac�onarni� r�ven~

pri n � 2�10

3

�mp. abo neveliki� r�st pri dal~xomu

zb�l~xenn� n (ris. 7). Xvidki� spad �skravosti vi-

prom�n�vann� XeCl(B{X) ta podal~xe ÝÝ zrostann�

pov'�zut~s� z utvorenn�m u plazm� na osnov� HCl

molekul Cl

2

, �k� �ntensivno poglina�t~ viprom�n�-

vann� z � = 308 nm [22]. Resurs viprom�n�vann�

RX(B{X) v EL na sum�xah He/R/SF

6

/NSl dl� smug

RF skladav (2{3)*10

4

�mp., a dl� RCl(B{X) dos�gav

(5{7)�10

4

�mp. Na ris. 8 naveden� resursn� harakte-

ristiki viprom�n�vann� na 308 nm XeCl i 222 nm

KrCl u sum�xah z r�znimi molekulami{hlornos��mi.

U seredoviwah z HSl �skrav�st~ odrazu dos�ga mak-

simal~nogo znaqenn�, a v seredoviwah na osnov� mo-

lekul SCl

4

zb�l~xut~s� do maksimal~nogo znaqenn�

praktiqno z nul~ovogo r�vn�. U sum�xah z moleku-

lami CF

2

Cl

2

proste�umo prom��ni� harakter za-

le�nosti I = f(n). U roboqih seredoviwah elektro-

rozr�dnih XeCl{lazer�v na osnov� SSl

4

baqimo ana-

log�qnu zale�n�st~ potu�nosti �enerac�Ý v�d n [23].

Taki� vid resursnoÝ harakteristiki �enerac�Ý XeCl

po�sn�mo zb�l~xenn�m koncentrac�Ý molekul HCl u

cih seredoviwah. �nfraqervona d��gnostika gazovoÝ

sum�x� XeCl{lazera metodom poglinann� pokazala,

wo molekuli SSl

4

bezposeredn~o ne berut~ uqast� v

utvorenn� XeCl, a naprac�vann� HSl v�dbuvat~s� v

reakc�Ý:

CCl

4

+ H

2

O+ h� ! 2HCl + Cl

2

+CO: (3)

�mov�rno,wo pod�bn� procesi v�dbuva�t~s� � v plazm�

EL na sum�xah z SSl

4

. U freonm�stkih seredoviwah

por�d �z cim v�dbuva�t~s� � pr�m� reakc�Ý utvorenn�

RX z uqast� molekul CF

2

Cl

2

, analog�qnodo proces�v

u seredoviwah na osnov�HCl. Zale�n�st~ �skravosti

viprom�n�vann� KrCl v�d n te� harakterizuvalas~

pr�mimi procesami utvorenn� eksimernoÝ molekuli

v poqatkovi� moment qasu. U poqatkovi� per�od ro-

boti EL na sum�xah CF

2

Cl

2

(HSl) v�dbuvat~s� utvo-

renn� �on�v Cl

�

� Ýh rekomb�nac�� z dodatnimi �o-

nami R

+

, R

+

2

, u rezul~tat� qogo utvor��t~s� mole-

kuli RX(B;C;D).

Ris. 8. Zale�nost� �skravosti viprom�n�vann� na pe-

rehod� z 308 nm XeCl (B{X) v�d k�l~kosti rozr�dnih �m-

pul~s�v u sum�xah: 1 | Ar/Xe/NSl=16/4/0.27 kPa; 2 |

Ar/Xe/SF

2

Sl

2

= 20/0.27/0.04 kPa; 3 | Ar/Xe/SSl

4

=

20/2/0.12 kPa.

Korotko rozgl�nemo perspektivn� oblast� zastosu-

vann� �mpul~snih EL, u tomu qisl� � bagatohvil~o-

vih. Bagatohvil~ov� lampi, �k� viprom�n��t~ u da-
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lek�� UF ta VUF oblast�h spektra: 250{175 nm, mo-

�ut~ buti zastosovan� v �mpul~sn�� fotometr�Ý na-

nosekundnogo d��pazonu dl� kal�bruvann� xvidk�s-

nih fotopri�maq�v.U b�ohem�qnih ta b�of�ziqnih za-

stosuvann�h pod�bn� d�erela neobh�dn� dl� odnoqas-

noÝ selektivnoÝ d�Ý na f�ksovan� molekul�rn� zv'�zki

b�olog�qno abo hem�qno aktivnih spoluk (ne zaqepa-

�qi pri c~omu �nxih zv'�zk�v). Konkretn� zastosu-

vann� �ntensivnogo UF viprom�n�vann� u fotohem�Ý

dokladno rozgl�nuto v robotah [24, 25]. U kvantov��

elektron�c� EL mo�ut~ buti vikoristan� dl� �n�c��-

vann� lanc�govih hem�qnih reakc�� u lazer� na ko-

livnih perehodah molekuli HF [26], a tako� dl� na-

kaquvann� lazer�v na barvnikah [1]. Perspektivnim

mo�e buti tako� zastosuvann� str�qkovoÝ eksimer-

noÝ lampi z vih�dno� aperturo� n �m (de: m = 10{

100 n) dl� oder�ann� nadsv�qenn� na elektronno-

kolivnih perehodah molekul s�rki v oblast� 300{

600 nm, osk�l~ki vikoristann� eksimernogo lazera

dozvol� zbud�uvati lixe nevelik� ob'mi aktiv-

nogo seredoviwa [27] �  tehnolog�qno skladn�xim ta

znaqno vitratn�xim.

V. VISNOVKI

Dosl�d�enn� harakteristik bagatohvil~ovih ek-

simernih lamp na galogen�dahKr i Xe pri zbud�enn�

bagatokomponentnogoroboqogoseredoviwa v popereq-

nomu �mpul~snomu rozr�d� pokazali, wo v�n dos�-

gat~s� v sum�xahHe/Kr(Xe)/SF

6

/NSl pri vm�st� mo-

lekul [SF

6

] (0.04{0.12) kPa, [HCl] (0.1{0.2) kPa ta

v�dnoxenn� koncentrac�� [Kr]/[Xe]=10; zm�no� tisku

sum�xe� ta vm�stu v nih galogenm�stkih molekul

mo�na regul�vati trival�st~ viprom�n�vann� ek-

simernih molekul u me�ah 100{400 ns; resurs vi-

prom�n�vann�RX(B{X) u seredoviwah na osnov�mo-

lekul SF

6

/NSl dos�gav (2{7)*10

4

�mp.; pri zastosu-

vann� v EL molekul CF

2

Cl

2

, real�zovano bagatohvi-

l~ovi� re�im roboti �z sp�vv�dnoxenn�m �skravo-

ste� viprom�n�vann� RCl/RF=9/1; utvorenn� eksi-

mernih molekul u freonm�stkih seredoviwah v�dbu-

vat~s� qastkovo v pr�mih reakc��h z uqast� mole-

kuli CF

2

Cl

2

, a qastkovo z produktami ÝÝ rozpadu v

potu�nomu popereqnomu rozr�d�.
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INGENEERING AND INVESTIGATION OF CHARACTERISTICS

OF A MULTIWAVE EXCIMER LAMP

O. K. Shuaibov, L. L. Shimon, I. V. Shevera, A. J. Minja

Uzhhorod State University

46, Pidhirna Str., Uzhhorod, UA{294000, Ukraine

In this paper we present the results of a design and systematic investigations of spectral, temporary and

resource characteristics of an electrodischarge excimer lamp, which radiates on �� 353 nm XeF/308 nm XeSl,

258 nm Sl

2

/249 nm KrF/222 nm KrCl or on all the molecules simultaneously. An active media of a lamp was
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formed with the help of a powerful transverse discharge with a spark preionisation. A multiwave operation mode

of an excimer radiator on the krypton, xenon halogens was achieved by means of application of a complex working

media: He/Kr/Xe/SF

6

/HCl and He(Ar)/Xe/Kr/CF

2

Cl

2

under the pressure of 10{100 kPa. Such lamps can be

used in a pulse photometry, high energy chemistry, biology and medicine.

It is established, that a multiwave mode of radiation of excimer lamp on He/Kr/Xe/SF

6

/HCl mixtures, the

brightness of radiations bands, is in close proximity in size and is achieved by means of the molecules contents

[SF

6

]=(0.04{0.12) kPa, [HCl]=(0.1{0.2) kPa and in concentration ratio of Kr/Xe� 10. By changing the pressure

of gas mixtures and contents SF

6

and HCl molecules, it is possible to regulate the duration of radiation of the

excimer molecules within the limits of 100{400 ns. Using the CF

2

Cl

2

molecules as unique carriers of Cl and F

atoms, the multiwave operation mode of an excimer lamp with the brightness ratio radiation Kr and Xe chlorides

to uorides as 9/1 is also realized. The working resource of an excimer lamp exceeded (2-3)�10

4

impulses.
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